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摘要(译)

本发明提供一种阵列基板的制作方法，通过对对位标记背向衬底基板的
一面进行表面疏水处理，使得所述对位标记表面疏水，进而使得黑矩阵
材料沉积于所述衬底基板上时，由于所述对位标记表面的疏水性能，从
而使得所述黑矩阵材料不会沉积于所述对位标记上，或者沉积于所述对
位标记上的所述黑矩阵材料层的厚度较其它位置的黑矩阵材料层的厚度
较薄，进而避免所述黑矩阵材料层会遮挡所述对位标记，保证对位器对
所述对位标记的清楚识别，进而保证所述黑矩阵的位置精度，提高所述
液晶显示面板的品质。
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